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본 발명은 광학막 및 그 제조방법에 관한 것으로 용매 박막주조기술을 이용하여 PMMA (Poly Methyl Methacrylate) 혼

합물을 용매에 골고루 혼합하여 습막(濕膜)을 형성한 후, 가열과정을 거쳐 광학건막(乾膜)을 형성하는 것이다.

본 발명의 특별한 점은 PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 또는 PMMA 혼합물 중 적어도 하나를 선택하고, 그와 대응하는

용매를 선택하여, 상기 용매와 상기 선택된 적어도 하나를 필요한 특성에 따라 일정 비율로 골고루 혼합하여 혼합용액을

만든 후 이 혼합용액을 건조처리 과정을 거쳐 광학막을 형성하는 것이다.

대표도

도 1

특허청구의 범위
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청구항 1.

PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 및 PMMA 혼합물 중에서 임의로 선택되는 적어도 한 종류의 재료, 및

상기 재료에 대응하여 선택되는 용매로 이루어지며, 상기 용매와 상기 선택된 적어도 하나의 재료를 필요특성에 따라 임의

비율로 골고루 섞어 혼합용액을 형성하고, 상기 혼합용액을 건조처리하여 형성되는 광학막.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 및 PMMA 혼합물 중의 임의재료는 20 내지 40%의 중량백분율로

상기 용매에 혼합되는 광학막.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 관능기가 치환된 PMMA 중에서 치환된 관능기는 메틸기(methyl)이고, 에틸기, 프로필기, 이소프

로필기, 부틸기, 이소부틸기, 디-테르트 부틸기, 헥실, 이소헥실, 시클로헥실 등 관능기로 메틸기를 치환하는 광학막.

청구항 4.

제 1 항에 있어서, 상기 PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 및 상기 각종 PMMA 혼합물 중의 임의의 일종으로 탄성고무재질

을 클래딩(cladding)하여 형성한 입자를 더 포함할 수 있으며,

상기 탄성고무재질은 부틸 아크릴레이트(Butyl Acrylate), Poly(Methyl Methacrylate), 스티렌 및 그들의 혼합물 중 임

의의 한 가지를 선택하고, 2.5 내지 50%의 첨가량으로 상기 PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 및 여러 가지 PMMA 혼합물

중의 임의의 일종으로 상기 탄성고무 재질을 클래딩(cladding)하는 광학막.

청구항 5.

제 1 항에 있어서, 상기 광학막은 실리카를 포함하며, 그 중 상기 실리카(silica)의 첨가량 비율은 광학막 중량의 0.5% 내지

15%사이에서 임의 비율로 선택되는 광학막.

청구항 6.

PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 및 전술한 각종 PMMA 혼합물 중에서 최소 한 종류의 재료를 선택하는 단계;

상기 선택된 재료와 용매를 혼합하여 일종의 혼합용액을 만드는 단계;

혼합용액을 기판 위에 골고루 분포시키는 단계; 및

건조처리공정을 거쳐 광학막을 형성하는 단계를 포함하는 광학막 제조 방법.

청구항 7.
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제 6 항에 있어서, 상기 PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 및 PMMA 혼합물 중의 임의의 일종의 재질은 20% 내지 40%의

중량비율로 용매에 혼합되는 광학막 제조 방법.

청구항 8.

제 6 항에 있어서, 상기 기판에 분포된 상기 혼합용액의 두께는 150μm 내지1200μm사이인 광학막 제조 방법.

청구항 9.

제 6 항에 있어서, 상기 광학막은 PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 및 각종 PMMA 혼합물 중의 임의의 일종으로 탄성고무

재질을 클래딩(cladding)하여 형성한 입자를 더 포함할 수 있으며,

상기 광학막의 제조방법은 탄성고무재질인 부틸 아크릴레이트(Butyl acrylate), Poly(Methyl Methacrylate), 스티렌 및

그들의 혼합물 중 임의의 한 가지를 선택하는 단계; 및 2.5 내지 50%의 첨가량으로 상기 PMMA, 관능기가 치환된 PMMA

및 여러 가지 PMMA 혼합물 중의 임의의 일종으로 상기 탄성고무 재질을 클래딩(cladding)하는 단계를 더 포함하는 광학

막 제조 방법.

청구항 10.

제 6 항에 있어서, 상기 건조처리공정은 예비건조단계와 후건조단계를 포함하고, 상기 예비건조단계의 온도범위는 60℃

내지 140℃사이이고, 상기 후건조단계의 온도범위는 60℃ 내지 160℃사이인, 광학막 제조방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 일종의 광학막과 화합물 광학 고분자로 상기 광학막을 제조하는 방법에 관한 것으로서, 특히 일종의 PMMA

(Poly Methyl Methacrylate) 광학막 및 용매 박막주조기술을 이용하여 상술한 PMMA 광학막을 제조하는 방법과 관련한

것이다.

통상적인 광학막의 재료는 일반적으로 트리아세테이트(TAC： Triacetate)、PC(polycarbonate) 및 COP를 사용한다. 여

기서 통상의 TAC막은 더 나아가 광학막의 보호막과 지지막으로도 사용할 수 있으며, 일반 TAC막은 반드시 필요한 광학

적 특성을 만족해야 할 뿐만 아니라 일정한 강도 및 내온 내습의 특성을 구비하여 광학막의 사용요구를 만족하거나 TAC막

을 보호하는데 필요한 광학막의 효과(하기 특허 참조 바람: JP4342202, TW499573, JP2000-324055, JP2001-235625,

JP2003-195048, EP 1-285742, EP 1-331245)를 제공해야 한다. 이밖에 미국 특허 제6,652,926B1호는 TAC에 0.04%

~0.3%의 실리카 입자를 첨가하여, 한편으로는 TAC막의 인성을 강화하고, 다른 한편으로는 TAC막의 두께를 축소하였다

고 개시하고 있다.

또한 기판 혹은 보호막의 출현과 관련, 미국공고 제2004/0086721A1호 특허에 이미 20~40%의 PVDF, 40~60%의

PMMA(Polymethyl Methacrylate) 및 5~18%의 아크릴 탄성 중합체를 용융 혼합 방식으로 기판 혹은 보호막을 제조한다

고 개시하고 있다. 유럽 특허 제 EP1154005A1호는 PET막에 5μm이하의 미립자를 혼합하여 센터두께가 20~600nm사이

인 PET박막을 형성한다고 개시하고 있다. 이밖에 일본 특허 공개 평7-56017호에서는 PC 80%+PMMA(Kuraray C-16)

20%로 80μm의 박막을 주조하고, PMMA(MMA97%+BA3%)재료 75%에 25% PEA를 혼합하여 500μm의 박막을 주조한

다고 언급하고 있다.
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상술한 종래 기술은 하기와 같은 단점이 있다.

TAC박막은 흡수성 및 투습성이 높아 고온 또는 고습 조건에서 사용 시, 외부환경의 영향으로 박막이 변형되거나 혹은 응

력(應力)의 발생으로 광학막의 광학적 특성에 영향을 줄 가능성이 있으며, 심지어 광학막이 파손될 가능성도 있다. 게다가

TAC의 b값이 과도하게 높으면 외관상으로 바로 표시가 나서 시각저해를 초래하기 쉽다. 이밖에 COP박막 (예를 들어

Zeonor、Arton)은 흡수성 및 투습성이 너무 낮아, 부착성이 떨어지고 재료가 너무 취약한 문제점이 있다.

유럽 특허 제 EP1154005A1은 미립자가 표면 두께를 낮출 수는 있으나, 사용하는 PET의 유리전이온도가 75℃로 낮아,

현재의 광학막의 내열성 요구를 만족할 수 없다고 개시하고 있다. 일본 특허 공개 평7-56017 은 PMMA/PC 혼합재질이

너무 취약하고, PMMA/PEA 혼합재질의 두께가 500㎛을 초과하여 현재의 광학막과 비교할 경우, 적용성에 있어 한계가

있다고 개시하고 있다.

본 발명은 용융혼합 또는 열소성 가공으로 인한 재료 불안정 현상을 모면하고, 광학막의 내열성, 내습성 및 기계적 특성을

개선함으로써 광학막의 안정성문제를 효과적으로 해결하기 위한 광학막 및 그 제조방법을 제시하고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 용매 박막주조기술을 이용하여 PMMA를 혼합한 광학막 및 그 제조방법을 제공하는 데 있다. PMMA는

독성이 없는 용매, 예를 들면 톨루엔 등에 용해가능하며, TAC 프로세스 중 메탈을 대량 사용하여 인체 및 환경에 악 영향

을 미치는 것을 방지할 수 있다.

본 발명의 또 하나의 목적은, 적합한 흡수성과 투습성을 구비하고 광학막의 광학적 특성 변이 문제점을 효과적으로 해결할

수 있는 일종의 광학막 및 그 제조방법을 제공하는 데 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, 내열성이 좋고 기계적 특성이 우수하고 광탄성 계수가 낮으며, 저무도(低霧度), 저황화지수, 고

아베(abbe)지수, 가시광선범위(파장 400~700 nm)에서 침투도가 높고(>90%), 막면 특성(두께 및 표면 평탄도 등)이 균일

한 광학특성을 구비한 일종의 광학막을 제공하여, 용융 혼합 혹은 열소성 가공과정에서 발생하는 재료 불안정 현상을 방지

하는 데 있다.

본 발명에 따른 광학막은:

PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 혹은 PMMA 혼합물 중 선택되는 적어도 하나의 재료; 및 용매로 이루어지며, 상기 선택

된 재료를 임의 비율로 상기 용매에 골고루 혼합하여 일종의 혼합용액을 형성한다. 상기 혼합용액은 20～40％중량백분율

의 PMMA를 포함하며, 건조처리 후 광학막을 형성한다.

여기서 관능기는 메틸기(基)이고, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기, 부틸기, 이소부틸기, 디-테르트 부틸기, 헥실, 이소헥

실, 시클로헥실 등 관능기로 메틸기를 치환하는 것이다.

상기 혼합물은 최소 하나의 고분자, 소분자, 가소제(plasticizer)、UV흡수제、항강해제(抗降解劑) 혹은 나노급 입자 혼합

물을 포함한다. 상기용매는 최소 일종의 방향족, 시클란류、에테르류, 에스테르류 혹은 케톤류를 포함한다.

상기 방향족은 톨루엔, 오르토위, 이소- 또는 크실렌(Xylene)이 포함되어 있고, 시클로파라핀류에는 시클로헥산

(Cyclohexane)이 포함되며, 에테르류에는 디에틸에테르(Diehtyl Ether), 테트라하이드로퓨란(Tetrahydrofuran;THF)이

포함되며, 에스테르류에는 메틸 아세테이트(Methyl acetate) 및 에틸 아세테이트(Ethyl acetate)가 포함되며, 케톤류에는

아세톤(Acetone), 메틸에틸케톤(Methylethylketone;MEK) 및 1-메틸피롤리돈(1-methylpyrrolidone;NMP)이 포함된

다. 상기 광학막 두께는 20~200μm사이로 LCD、LED、OLED 혹은 PLED의 광학막 기재(基材) 혹은 광학막 보호막에 응

용된다.

본 발명에 따른 광학막의 제조방법은: PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 혹은 PMMA 혼합물 중 선택되는 적어도 하나를 일

종의 용매와 혼합하여 균일한 혼합용액을 형성하는 단계와, 상기 혼합용액을 기판에 골고루 분포시킨 후 건조처리를 진행

하여 표면이 균일한 광학막을 제조하는 단계를 포함한다.
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상기 혼합용액은 일종의 용매 박막주조기술을 이용하여 상기 기판에 골고루 분포되는 것으로, 상기 용매 박막주조기술은

스크레이퍼 코팅, 와인더 코팅(winder coating), 회전 롤러 코팅(REV roller coating), 에어 커튼 코팅(air curtain

coating), 회전 코팅(rotary coating), 나이프 코팅(knife coating), 침적(沈積)도포, 스핀 코팅(spin coating), 슬롯(slot

coating), 압출식 도포 혹은 커튼 플랫 코팅(curtain flat coating)을 포함한다. 상기 기판(基板)은 유리기판, 플라스틱 기

판, 경면(鏡面) 강판, 경면 철강벨트, 혹은 표면균일성이 양호한 합성고분자를 포함한다.

상기 합성고분자는 PET(polyethyleneterephthalate), PEN(polyethylenenaphthalate), PES(polyethersulfone), PI

(polyimide), PAR(polyarylate), PC(polycarbonate) 혹은 CA(cellulose acid), DAC(cellulose diacetate) 및 TAC

(cellulose triacetate)와 같은 천연섬유 등을 포함한다. 상기 혼합용액은 상기 기판에 150μm~1200μm의 두께로 골고루

분포된다. 상기 건조처리공정은 UV광을 이용하여 상기 기판에 골고루 분포된 혼합용액을 조사하는 것이다.

본 발명의 광학막 제조방법은 상기 광학막에 반상(盤狀)액정 등 재료를 도포하여 롤러(roller)마찰 혹은 UV노광 등 방식으

로 배향을 진행한 후 위상차가 있는 위상차 광학막을 제조하는 방법을 포함한다.

이밖에, 본 발명의 광학막에 Poly(Methyl Methacrylate) 및/혹은 관능기가 치환된 Poly(Methyl Methacrylate) 및/혹은

Poly(Methyl Methacrylate) 혼합물이 포함된 일종의 탄성고무 재질로 형성한 Poly(Methyl Methacrylate) 고무입자를

첨가할 수 있다. 이 탄성고무 재질로 부틸 아크릴레이트(Butyl Acrylate), Poly(Methyl Methacrylate), 스티렌(Styrene)

및 취합물(Copolymerisate) 중의 임의 재질을 선택할 수 있으며, 이 탄성고무 재질의 입자 직경은 10μm이하거나 심지어

nm로 하여, 광학막의 기계적 특성을 강화할 수 있다.

발명의 구성

이하에서는 본 발명의 여러 실시예가 상세히 설명되어 있으며, 본 발명의 기술분야에 통상의 지식을 가진자라면 실시예에

명확하게 설명된 내용 외에도 본 발명은 광범위한 범위의 기타 변형예에서 실시 가능하다는 것을 알 수 있을 것이다. 따라

서 본 발명의 범위는 상기 실시예에만 국한되어 있지 않으며 나중에 기술하고 자 하는 특허청구범위를 참고로 해야 한다.

이하에서는 본 발명에 따른 광학막을 상세히 설명한다.

PMMA, 관능기가 치환된 PMMA 또는 PMMA 혼합물 중 선택되는 적어도 하나의 재료와, 그에 대응하는 용매로 이루어지

며, 상기 선택된 재료를 필요한 특성에 따라 임의의 비율로 골고루 상기 용매에 혼합한 후, 이 혼합용액을 건조처리과정을

거쳐 광학막의 기본재료로 만든다.

도 1은 본 발명의 광학막의 제조공정 흐름도이다. 본 발명의 광학막 제조방법은, 먼저 PMMA고분자 및 용매를 선택한다

(단계 101). 즉, 하나 또는 여러 종류의 PMMA 또는 화학/물리방법을 거쳐 개질된 PMMA를 선택한 후, 필요한 특성에 따

라 임의 비율로 골고루 용매에 용해한다. 상기의 화학적 방법에는 관능기가 치환된 PMMA을 이용하는 단계를 포함한다.

예로 들면, 에틸기, 프로필기, 이소프로필기, 부틸기, 이소부틸기, 디-테르트 부틸기, 헥실, 이소헥실, 시클로헥실 등 관능

기로 메틸을 치환하는 것이다.

상기의 물리적 방법에는 PMMA 혼합물이 포함되는데, 이 혼합물에는 최소 하나의 고분자, 소분자, 가소제, UV흡수제, 항

강해제(抗降解劑) 또는 나노급 입자 혼합물이 포함되어야 한다. 예를 들면, 상기 용매에는 최소 하나의 방향족, 시클로파라

핀류, 에테르류, 에스테르류, 케톤류 또는 그들의 혼합물이 포함되어 있다. 상기의 방향족에는 톨루엔, 오르토위, 이소- 또

는 크실렌(Xylene)이 포함되어 있고, 시클로파라핀류에는 시클로헥산(Cyclohexane)이 포함되며, 에테르류에는 디에틸

에테르(Diehtyl Ether), 테트라하이드로퓨란(Tetrahydrofuran;THF)이 포함되며, 에스테르류에는 메틸 아세테이트

(Methyl acetate) 및 에틸 아세테이트(Ethyl acetate)가 포함되며, 케톤류에는 아세톤(Acetone), 메틸에틸케톤

(Methylethylketone;MEK), 1-케틸피롤리돈(1-methylpyrrolidone;NMP)이 포함된다. 상술한 용매에 대한 선택은 단지

실시예 중 일부로, 본 발명의 전부로 한정해서는 안 된다.

상기 나노입자의 직경은 100nm를 초과하지 않도록 해야 하며, 80nm 이하이면 더욱 바람직하며, 50nm 이하일 경우 가장

바람직하다.

본 발명에서는 하기와 같이 4 가지의 용매 박막주조기술로 PMMA광학막을 혼합, 조성, 용해하는 방법을 제시하고 있다.

1. Degussa 8N 100 part, Toluene 200 part;
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2. Degussa 8N 97.5 part, Kuraray GR00100 2.5 part, Acetone 200 part;

3. Degussa 8N 80 part, Degussa zk5BR 2.5 part, Methyl acetate 200 part;

4. Degussa 8N 50 part, Kuraray GR049402.5 part, Toluene 200 part。

다음으로 단계 102가 진행된다. 위에서 선택한 PMMA고분자 및 용매는 용매혼합기술을 통하여 하나의 용액시스템을 형

성한 후 테스트를 진행한다. 테스트 결과는 도 2를 참고한다. 그밖에 도 3은 PMMA에 소량의 실리카를 추가 후 PMMA막

의 각종 물리적, 화학적 특성을 보여주고 있다. 그 중, 실리카의 함량은 0.5%~15%이다.

앞에서 서술한 Kuraray GR 시리즈는 GR04940, GR04970, GR00100, GR01240, GR01270, GR1000H24, GR1000H42,

GR1000H60을 선택할 수도 있고, Degussa의 zk3BR, zk4BR, zk5BR, zk6BR, zk4HC, zk5HC, k6HC, zk5HT, zk6HT,

zkHF, zk6HF, zk20, zk30, zk40, zk50 중 어느 하나로 치환 가능하다. 이상적인 상황에서 용액 중의 PMMA의 고체함량

이 20~40% 사이어야 한다.

다음으로 단계 103이 진행된다. 단계 103에서는 상술한 용액을 용매 박막의주조 방법으로 혼합용액을 기판에 골고루 도

포한다. 기판에는 유리기판, 플라스틱기판, 경면 강판, 경면 철강벨트 또는 표면이 평탄한 합성고분자 등이 포함될 수 있으

나, 이런 재질의 기판에만 한정되는 것은 아니다. 여기서 말하는 합성고분자에는, PET(polyethyleneterephthalate), PEN

(polyethyleneeenaphthalate), PES(polyethersulfone), PI(polyimide), PAR(polyarylate), PC(polycarbonate), 또는

CA(cellulose acid), DAC(cellulose diacetate), TAC(cellulose triacetate)등이 포함된다.

단계 103에서, 본 발명은 스크레이퍼를 이용하여 혼합용액을 유리기판에 도포한다. 자세히 설명하면, 스크레이퍼 간극

(gap)은 550μm, 650μm, 400μm 이나 꼭 여기에 한정하지는 않는다. 그 밖에 상기한 상기 용매 박막주조기술은 스크레이

퍼 코팅, 와인더 코팅(winder coating), 회전 롤러 코팅(REV roller coating), 에어 커튼 코팅(air curtain coating), 회전

코팅(rotary coating), 나이프 코팅(knife coating), 침적(沈積)도포, 스핀 코팅(spin coating), 슬롯 코팅(slot coating), 압

출식 도포 혹은 커튼 플랫 코팅(curtain flat coating)을 포함하나, 이런 방식에만 국한되지 않으며 모든 균일한 광학막을

형성할 수 있는 도포방식을 모두 이용할 수 있다.

전술한 용매 박막주조방식 중, 다양한 도포방식 외에도 경면(鏡面) 금형을 통한 압출 또는 사출성형으로도 광학막을 제조

할 수 있다.

도포 후 형성된 용매를 포함한 박막을 습막(濕膜)이라고 부른다. 습막의 두께는 요구에 따라 정할 수 있다. 비교적 이상적

인 습막의 두께는 150um~1200um 이다.

다음, 오븐을 이용하여 단계적 또는 연속적인 방식으로 온도를 높여(예: UV를 이용) 전 단계에서 제조한 습막을 건조한다.

비교적 이상적인 상황에서 건조 후 용매 잔류량이 1% 미만일 경우, 뛰어난 광학특성을 띤 균일한 광학막을 얻을 수 있다.

(습막과 상대적으로 비교하여 건막이라고 함). 이때, 광학막의 두께는 용매의 비율과 가열시간 및 온도에 따라 조절할 수

있다. 또한 건막의 표면을 화학적인 처리방식을 통하여 용액 중의 분산성을 촉진할 수 있는데 그 목적은 막의 내열성을 촉

진하면서 건막의 광학적 균일성에 영향을 끼치지 않으려고 하는 데 있다.

상기의 PMMA 광학막의 배합, 구성 중에서 용매를 90℃까지 가열하고 잘 섞는다. 상기 온도에서 1시간 섞어 입자가 완전

히 용해된 후, 가열원을 제거하고 상온으로 돌아올 때까지 계속 섞는다. 다음으로 35μm의 망사로 필터링을 거친 후 잠시

놔둔다. 상기 혼합액을 유리기판에 붓고 550μm의 스크레이퍼로 여분의 도포액을 제거한다. 오븐에 그대로 10분 동안 넣

고 나면 바로 건조처리공정을 진행할 수 있다. 건조처리공정은 104단계의 예비건조와 105단계의 후건조를 포함한다. 상

기 104단계의 예비건조공정 중 제 1 예비건조단계에서의 주요온도범위는 60℃~120℃이고, 건조시간은 1~5분간 유지한

다. 상기 104단계의 예비건조공정 중 제 2 예비건조단계에서의 온도범위는 80℃~140℃사이이고, 건조시간은 5~30분간

유지한다. 마지막으로 제 105단계의 후건조처리공정을 진행한다. 후건조처리공정의 온도범위는 60℃~160℃사이이고,

건조시간은 30~60분간 유지한다. 이로써 얻어진 용매 잔액 0.1%, 두께 94μm인 막으로 광학 테스트 및 기계강도 테스트

를 진행한다. 그 중, 광학 테스트로는 침투도, 연무도(Haze), b값 테스트 등이 포함되며, 기계강도 테스트에는 신장율(%),

인장강도(MPa), 인장계수(MPa) 등이 포함된다. 그밖에 상술한 PMMA 박막을 가열, 신장하여 반상액정 등 재료를 도포한

후, 롤러(roller)마찰 또는 UV 노광 등 방식을 거쳐 배향(配向)을 하면 위상차가 있는 막을 얻을 수도 있다.
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그밖에 상기 방법을 이용하여 제조한 광학박막(건막)이 뛰어난 광학적 특성, 즉 저무도(低霧度), 저황화(黃化)지수, 빛의

가시범위(파장 400~을700nm)에 대한 높은 광선 침투도(>90%) 및 고 아베(abbe)지수(즉, 낮은 파장 의존성) 등을 지니고

있기 때문에 직접 광학막 재료 또는 광학막의 보호막으로도 응용 가능하다. 다시 말해, 본 발명의 기능성 광학박막은 광전

자 평면디스플레이 즉, LCD, LED, OLED 또는 PLED에 사용 가능하다.

이와 같이, 용매 주막기술을 이용하여 PMMA 혼합물을 통해 만들어진 광학막은 하기와 같이 많은 장점이 있다.

1. 내열성이 뛰어나고, 기계적 특성이 우수하며, 저(低) 광탄성 지수를 지니고 있을 뿐 아니라 광학적 특성 즉, 저무도(低霧

度), 저황화(黃化)지수, 빛의 가시범위(파장 400~을700nm)에 대한 높은 광선 침투도(>90%) 및 高아베(abbe)지수(즉, 낮

은 파장 의존성)도 뛰어나며 균일한 막면(膜面) 특성(예를 들면 두께, 표면 평탄도 등)을 가지고 있다.

2. 용융 혼합 또는 열소성 가공에 의해 만들어진 재료의 불안정한 현상을 방지할 수 있다.

3. 흡수 및 투습성이 알맞으며, 광학막의 광학적 특성이 변화되는 문제를 해결할 수 있다.

4. 제조가 간편하다.

앞에서 서술한 본 발명의 광학막에 Poly(Methyl Methacrylate) 및/혹은 관능기가 치환된 Poly(Methyl Methacrylate)

및/혹은 Poly(Methyl Methacrylate) 혼합물에 탄성고무재질을 클래딩(cladding)하여 형성한 Poly(Methyl

Methacrylate) 고무입자를 첨가할 수 있다. 이 탄성고무 재질로 부틸 아크릴레이트(Butyl Acrylate), Poly(Methyl

Methacrylate), 스티렌(Styrene) 및 상기 취합물 중의 임의 재질을 사용할 수 있으며, 이때 탄성고무재질의 입자 직경이

10μm보다 작거나 nm정도로 작아야 한다. 또한 PMMA 고무입자의 첨가량은 2.5~50% 이어야 한다. 상기 과정을 거쳐 인

장력 강화 등의 광학막의 기계적 특성을 강화할 수 있다.

앞에서 서술한 본 발명의 광학막에 실리카를 추가할 수 있다. 즉, 실리카를 광학막 제조과정에 첨가할 수 있는데, 비교적

간편한 방법으로는 앞에서 설명한 용매와 실리카를 먼저 혼합한 후 PMMA 혼합 과정을 진행하는 방법이다. 그밖에 실리카

를 첨가하는 순서에 있어, PMMA입자 혼합 과정에 실리카와 PMMA를 함께 넣을 수도 있으며, 또한 PMMA혼합 과정이 끝

난 후 실리카를 혼합할 수도 있다. 그러나 앞에서 설명한 첨가제로서의 실리카의 농도는 광학막 중에서 무게 백분율로

0.5%~15%일 경우가 가장 적당하다.

본 발명은 이상과 같이 바람직한 실시예를 설명하고 있으나, 이를 본 발명이 청구하고자 하는 특허권리범위로 한정해서는

안 된다. 본 발명의 특허보호범위는 반드시 이하에 첨부한 특허청구범위 및 균등 영역으로 해석되어야 할 것이다. 본 발명

에 통상의 지식을 가진자가 본 특허의 사상과 범위를 벗어나지 않고 행한 변경 또는 변형은 본 발명의 사상에 따라 형성된

균등 효과의 변경 또는 설계에 속하는 것이므로 반드시 아래에 기재되는 특허청구범위에 포함되어야 할 것이다.

발명의 효과

본 발명에 따라 용매 박막주조기술을 이용하여 PMMA를 혼합한 광학막 및 그 제조방법을 제공되는바, PMMA는 독성이

없는 용매, 예를 들면 톨루엔 등에 용해가능하며, TAC 프로세스 중 메탈을 대량 사용하여 인체 및 환경에 악 영향을 미치

는 것을 방지할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 광학막 제조 흐름도이다.

도 2는 본 발명의 PMMA 테스트 결과의 도표이다.

도 3은 본 발명의 PMMA막에 실리카(Silica)를 첨가하여 테스트를 진행한 결과에 대한 도표이다.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

단계 101: PMMA 고분자 및 용매 선택
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단계 102: 용매혼합기술로 하나의 용액시스템을 형성한 후, 안정성 테스

트를 진행

단계 103: 스크레이퍼 도포(scraper coating)로 막을 제조

단계 104: 건조

도면

도면1

공개특허 10-2007-0046717

- 8 -



도면2
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도면3
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